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□ 개방형 분석 및 공정지원 프로그램 운영

 ㅇ 나노소자공정센터의 가장 큰 장점은 개발 및 확보된 집적소자 공정기술을 

기본 틀로 이용하여 공정과정의 변화를 통해서 다양한 성능의 다른 

소자를 구현할 수 있어, 신규 물질의 소자 적용 및 검증이 용이하다는 

장점이 있음

 ㅇ 구현 가능한 소재/소자 분석방법, 소자구현방법에 대한 상세 내용을 

자료로 작성하여 홍보하고, 이 기술을 활용하고자 하는 나노 소재, 나노

소자 분야의 연구자 및 기업을 위하여 참여연구진으로 이루어진 자문단을 

구성하여 적극적으로 지원하고 있음

    집적화 신소자 플랫폼 역할과 원천기술의 연계 및 상업화 지원 모식도 

□ UNIST 팹 우수성 및 활용성

 ㅇ UNIST 팹은 부산, 울산, 경남 지역 대학팹 중 최고수준의 설비 및 장비

들을 구축하고 있으며 반도체 신소자 공정을 개발 및 검증할 수 있는 

시스템을 갖추고 있어 신소자 플랫폼으로서의 역할을 담당하기에 최적의 

조건임.

 ㅇ 1,100m2 면적의 수직층류 복층구조로 100 class super 클린룸을 갖추고 

있으며, 50여종의 반도체 생산장비 구축 (Photo 10, Etching 13, Thin 
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Fim 15, Inspection & Packaging 12) 

 ㅇ 6인치 웨이퍼 기반 장비 구축하여 Sensor, Solar Cell, MOSFET, MEMS 

등의 소자 제작

 ㅇ 연간 18,000건 이상의 장비 예약건수 및 24,000 시간 이상 장비 가동, 

교내 기기분석실의 첨단 분석 장비들과 연계하여 공정 단계마다 효율적 

분석 피드백

UNIST 팹 전경 및 각 반도체 소자 공정 장비 사진들 

 

□ 최근 신규 투자를 통한 장비 및 시설 최신화 및 안정된 운영 인력을 

통해 공공재로서의 UNIST 팹의 역할을 지속적으로 증가시켜 나가고 있음. 

안정적인 내부 수요를 바탕으로 35개 이상의 외부 학교, 연구소, 기업

체에 공정 지원 및 장비 교육을 실시함.

학교명 소자명 연구내용

1 한양대학교 3D NAND Flash 3D NAND flash 및 90 nm급 지능형 반도체 개발

2 POSTECH 차세대지능형반도체 차세대 지능형 반도체 신소자 검증 플랫폼 개발

3 고려대학교 MRAM Nanosize MRAM 공정 최적화

기업명 지원내용 대상 장비

1 ㈜후성 HSN Chemical/ W 슬러리 개발/ 전구체 개발 Wet station/CMP/ALD

2 ㈜에프에스티 Pellicle 개발/방열소재개발 LP CVD/ Sputter

3 ㈜오럼머티리얼 스마트폰 디스플레이 Invar 프로세스 개발 ICP Etcher

UNIST 팹을 활용한 학교, 기업체 공정 지원 대표 사례


